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Como se crean los microchips gracias a
TRUMPF

Sin ellos, nada funciona hoy en dia: los microchips. Mas de 2000 pasos de proceso y varios meses son necesarios
hasta que un chip de alto rendimiento tan diminuto esta terminado. TRUMPF participa en muchos de estos pasos
de produccion: a menudo de forma inadvertida, pero de manera indispensable. Ya sea en Alemania, Polonia,
Estados Unidos, Japén o China: en muchas ubicaciones, los empleados de TRUMPF trabajan para hacer posible la
tecnologia del futuro. Pero, ;como se produce realmente un chip de alto rendimiento tan pequefio? ;Y en qué
pasos de produccion participa TRUMPF? Una mirada entre bastidores a uno de los procesos de fabricacion mas
complejos del mundo.

Al principio hay una materia prima poco llamativa: el silicio. A partir de arena de cuarzo, se funde en enormes hornos hasta
formar cristales de forma cilindrica. A continuacion, se cortan en ldminas ultrafinas, llamadas obleas. Cada oblea tiene unos
30 cm de didmetro, aproximadamente el tamafo de una pizza familiar, y posteriormente sirve como base para cientos o miles
de chips.

Lo especial del silicio es que la materia prima tiene propiedades tanto conductoras como aislantes. Por lo tanto, el silicio
puede conducir la electricidad o no, dependiendo de cémo se procese. Precisamente eso es lo que convierte al silicio en un
llamado “semiconductor”.
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La oblea: al principio no es mas que un disco brillante, pero de ella se fabrican cientos o miles
de chips.

——— Capa por capa hasta convertirse en el cerebro de la electrénica moderna

Ahora comienza el trabajo de alta tecnologfa. En una cdmara de plasma, primero se deposita sobre la oblea una capa
conductora o aislante. Los generadores de TRUMPF suministran para ello energia controlada con precisién. Mantienen el

voltaje, la frecuencia y la intensidad de corriente exactamente dentro del rango que requieren los procesos.

A continuacion, la oblea recibe una capa fotosensible. Con esto se prepara para el corazén de la produccion de chips: la
litografia. La luz ultravioleta extrema (EUV) de alta energia dibuja, mediante exposicion laser dirigida, patrones diminutos en
la capa fotosensible. Aqui TRUMPF desempefa un papel clave a nivel mundial, ya que el laser de alta potencia es uno de los
componentes centrales de esta tecnologia cuando se trata de los microchips de mayor rendimiento.

Las areas expuestas se graban posteriormente mediante un proceso de plasma, de modo que se forman finisimas pistas
conductoras en el material. Una vez més, los generadores TRUMPF desempefan un papel importante en el control de estos
complejos procesos de grabado.
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<p>Los generadores de TRUMPF controlan la corriente y ajustan intensidad, <p>El corazén de la produccién de chips es un componente del laser
voltaje y frecuencia a valores de alta precision.</p> industrial pulsado mas potente del mundo, utilizado para generar la luz
necesaria para habilitar la litografia EUV.</p>
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https://www.trumpf.com/es_MX/productos/electronica-de-potencia/generadores-de-plasma/
https://www.trumpf.com/es_MX/soluciones/aplicaciones/litografia-del-ultravioleta-extremo-euv/
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<p>La luz ultravioleta extrema (EUV) dibuja posteriormente las pistas
conductoras como patrones diminutos en la capa fotosensible.</p>

——— Un trabajo de precision a escala nanométrica

Después tiene lugar el llamado “dopado”, en el que 4&tomos de un material (normalmente boro o fésforo) se introducen en
zonas especificas del microchip en formaciéon. Aqui también, los generadores TRUMPF garantizan la precision necesaria del
proceso. Los atomos individuales modifican la conductividad eléctrica del silicio. De este modo, permiten dirigir o bloquear el
flujo de corriente de forma selectiva. Con este paso se crea la base de la l6gica digital de los ordenadores: 0 o 1: bloquear o
dejar pasar la corriente.

Cuando la primera capa esta terminada, la superficie de la oblea se alisa mediante un proceso de pulido quimico-mecanico
hasta quedar nuevamente como un espejo. Después el proceso comienza de nuevo: depositar capas, exponer, grabar y alisar,
decenas de veces seguidas. Asi crecen estructuras interconectadas que son millones de veces mas pequefas que un grano de
arena.

De una oblea se crean hasta miles de chips individuales.

Entre tanto, los sistemas de medicion verifican periédicamente la calidad. También aqui se utilizan laseres. Primero durante la
produccion, luego bajo carga y temperatura en la prueba. Esto es importante, ya que incluso los errores mas pequenos
pueden inutilizar lotes enteros con millones de chips.

Una vez completada la ultima capa, un laser divide la oblea en cientos o miles de piezas. Estos se instalan individualmente en
tarjetas de circuito impreso y en carcasas de proteccion. Para ello, el laser ayuda, por ejemplo, exponiendo puntos de
contacto, soldando cables o marcando nimeros de serie. Tras la Ultima prueba, los diminutos componentes terminan

https://www.trumpf.(om/es,MX/newsroom/h\slouas/como-se-crean-Ios-microch|p5-graoa5:a-tr-umpf/
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finalmente como microchips acabados en teléfonos inteligentes, automaviles o dispositivos médicos.

Mas sobre la fabricacién de semiconductores en TRUMPF

<p>No hay IA sin TRUMPF. Nuestras soluciones de laser y plasma son la columna vertebral
de la fabricacion moderna de semiconductores. Desde la litografia EUV hasta el
empaquetado avanzado: nuestras tecnologias estan presentes alli donde se crea el futuro.
Ya se trate de recubrimientos, exposicion laser o marcado por abrasion, TRUMPF es
imprescindible para quien busca innovacion y progreso. Pero somos mucho mas ambiciosos:
nuestras soluciones no solo permiten el maximo rendimiento sino también procesos
eficientes con los recursos. En colaboracion con nuestros principales socios tecnolégicos,
desarrollamos innovaciones que transforman sectores enteros.</p> <p><a
href="13://page?uid=152350">Més informacion</a></p>
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